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Résumé

La réalisation de micro-pyrosystémes exige la mise en forme de matériaux en salle blanche. Cette
mise en forme se fait par des procédés de photolithographie et I'usage de masques spécifiques
fabriqués au LAAS. Le nettoyage des masques est primordial pour obtenir une parfaite mise en
forme des matériaux nécessaires a la fabrication des dispositifs micro-pyrosystémes.
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Paillasse de fabrication des masques de photolithographie

Spécificités de I’équipement
- Le poste integre un bac quartz chauffé pour 2 litres de mélange piranha.
o Ce procédé exo-thermique permet de nettoyer les masques optiques en détruisant
les résidus de résine présents sur les surfaces.
o Les masques et porte-masques sont immédiatement rincés apreés leur retrait du
mélange acide dans le bac de rincage automatique de la paillasse.
- Controle du procédé :
o Mesure de la résistivité de I'eau de ringage.
o Observation des masques au microscope optique en réflection et transmission.

Procédure d’utilisation

- Les masques doivent étre pré-nettoyés, rincés et séchés (AZ 100 remover, EDI et essorage
HMP90)

- Les masques aux formats 4, 5, 6, ou 7 pouces sont disposés sur les porte-masques prévus
pour ce poste de nettoyage.

- Vérifier que la vanne de vidange du bac chauffant est fermée (figure 1) et remplir le bac de
rincage automatique (figure 2).

- Utiliser les 2 béchers dédiés a ce poste en prenant soin de les rincer a I’eau désionisée aprés
utilisation.

- Verser 900 ml d’eau oxygénée (H202) dans le bac chauffant (figure 3).

- Verser 900 ml d’acide sulfurique (H2504) dans le bac chauffant.

- Actionner la commande de chauffe du bac chauffant pour une consigne de 110°C.

- Introduire le porte masque dans le bac chauffant et I’agiter pendant 2 minutes

- Apres 2 minutes d’'immersion dans le bac chauffant, retirer le porte-masque du mélange
acide et I'immerger dans le bac de ringage.

- Actionner la commande de ringage automatique (figure 4).

- Leringcage est terminé lorsque la résistivité de I’eau de ringcage atteint 15 Mohm.cm (figure
5).

- Lorsque la résistivité de 15 Mohm.cm est atteinte, retirer le porte-masque et essorer les
masques avec I'équipement HMP90.

- Un maintien du chauffage du bac chauffant permet de poursuivre le nettoyage des masques
suivants.

- Apres utilisation, couper la chauffe et vidanger le bac chauffant lorsque la température est
inférieure a 40 °C puis rincer le bac.
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Figure 1 : commande vidange du bac chauffant

Figure 2 : bac de ringage automatique

Figure 3 : bac chauffant

Figure 4 : commande de ringage automatique

Figure 5 : mesure de la résistivité de I'eau de rincage
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